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簡

介 

    本研究利用三種奈米結構來操控薄膜材料的光性及導電性，探討其可能的實務應用。例一＂ 奈米微粒結構之可撓式透光導電薄膜＂，我們在 3M 的 PET(Polyethylene terephthalate)膜材上

鍍製奈米微粒結構的銦錫氧化物(ITO)薄膜，實現高透光高導電又可撓曲的薄膜性質。例二＂超薄氮化鈦(TiN)金屬薄膜的抗反射特性＂，在高反射率的鋁膜上鍍製約 20 奈米厚的氮化鈦(TiN)

金屬薄膜，創造抗反射的金屬光學特性。例三＂金屬-半導體奈米複合結構的光性電性操控，我們利用反應式濺鍍法製作氮化鈦-氧化鈦奈米複合結構薄膜，在氧含量的控制下，可創造出符

合市場規格的熱敏電阻材料，同時隨著氧含量的增多，薄膜顏色依金黃色、褐色、紫色、黑色、藍色、黃綠色等變化。 
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圖一、實驗流程示意簡圖 圖二、本研究所使用的濺鍍系統圖
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結論 

    我們利用反應式濺鍍法操控奈米結構，成功的製作出可捲撓彎曲的銦錫氧化物透光導電薄膜、可抗反射的超薄氮化鈦薄膜及具熱敏電阻功能的不同顏色的氮

化鈦-氧化鈦複合薄膜。 

 

表二、TiN 樣品實驗參數及其片電阻值 

圖八、TiN 的穿透率 (a) 970103-2H, (b) 970103-2F, (c) 

970103-2D, (d) 970103-2A 

圖十、TiN 的 XRD 繞射圖，薄膜厚度由上往下依

序是 75.5 奈米、34.4 奈米、18.9 奈米、6.3 奈米 

表三、TiN 鍍在 Al 膜上的樣品實驗參數

圖九、TiN 的反射率 (a) 970103-2H, (b) 970103-2F, 

(c) 970103-2D, (d) 970103-2A 

抗反射的超薄氮化鈦薄膜 

圖十一、(a) 970119-1A 鋁膜樣品的

反射率，(b)、(c)、(d)、(e)為 TiN

鍍在 Al 膜上的樣品之反射率， 

樣品編號及 TiN 厚度為 

(b) 970119-1A/2H，6.3 奈米, 

(c) 970119-1A/2G，12.6 奈米 

(d) 970119-1A/2F，18.9 奈米 

(e) 970119-1A/2D，31.5 奈米 

表四、TiN-TiOx複合結構薄膜之  

樣品實驗參數及其電阻值 

圖十二、TiN-TiOx複合薄膜的R-T圖 

(a) 970213-1E , (b) 970322-1B , (c) 961110-1G 

電光特性多變的TiN-TiOx複合薄膜 

圖十三、TiN-TiOx複合薄膜的反射率 

(a) 960310-1E 黃金色 , (b) 950419-1D 紅紫色 , 

(c) 950419-1G 紫色 ,  (d) 961110-1H 淡藍色 

圖十四、TiN-TiOx複合薄膜之X光繞射圖 ,薄膜

氧的流量由下往上依序是 0.2sccm、0.6sccm、

1.0sccm、1.5sccm、2.0sccm、2.5sccm

圖四、ITO 鍍在玻璃基板及玻璃本身的穿透率  

(a) 玻璃, (b) 960228-2H 
 

圖六、PET 的 X 光繞射圖 

圖五、ITO 鍍在玻璃的 X 光繞射圖 

圖三、ITO 鍍在 PET 基板及 PET 本身的穿透率  

(a) PET , (b) 960302-1G 

表一、ITO 樣品實驗參數及其片電阻值 可撓曲的銦錫氧化物薄膜 

圖七、ITO 鍍在 PET 基板的 X 光繞射圖 


